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Особенностью технологической подготовки производства деталей, подвергаемых 
термообработке, является необходимость анализа обоснованности назначения режимов 
уже на стадии проектирования. Традиционно этот анализ осуществляется эксперимен­
тальными методами, с  применением разрушающих методов контроля и металлографии, 
что связано с большими затратами времени и материальных средств. Одним из эффек­
тивных направлений решения указанных проблем является применение методов ком­
пьютерного моделирования, которые позволяют получить достаточное количество ин­
формации о свойствах проектируемого процесса или изделия [1]. В настоящей работе 
представлены результаты расчета нестационарных температурных полей  выполнен­
ные с помощью функциональных возможностей конечно-элементного комплекса ANSYS.

В ходе проведения вычислительного эксперимента разработана трехмерная модель 
резца, геометрические размеры которого принимались равными 10x10x50 мм, угол среза 
45°. При решений нестационарной температурной задачи использовался предназначенный, 
для анализа переходных процессов восьмиузловой'тёрмичёский элемент PLANE77, кото­
рой имеет одну степень свободы (температура в "каждой точке). В соответствий со ско­
ростью движения плазменной струи к узлам дискретной модели резца пошагово после­
довательно прикладывалась температурная нагрузка в виде линейной функций зависи­
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мости температуры от времени. Максимальная температура пятна составляет 1200°С 
(начальная температура 20°С), скорость движения пятна направлей’а-вдоль кромки рез­
ца и составляет 12.5 мм/с, материал изделия -  сталь. На всех поверхностях 'модели за­
давалась конвекция: на поверхности по которой движется плазменная струя коэффици­
ент конвекции составлял 100 Вт/(К-м2), на всех остальных - 1000Дт/(К;м2). Теплопровод­
ность стали принималась равной 25 Вт/(К-м) [2].
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Рис.1. Поля температур, соответствую щ ихмоментувремениО .8 сек.
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Рис. І  Поля температур, 
‘ соответствую щ их  

моменту времени 2.4 сек.
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Введение
... Плазменные потоки используются в различных практических приложениях для изуче­

ния движения:тел при входе в плотные слои атмосферы Земли и других планет, для 
промышленного получения различных химических веществ, которые трудно либо вооб- 

: ще невозможно получить; при сварке, резке и упрочнении металлов,.нанесении износо­
стойких тонких пленок на детали машин, в металлургии и многих других процессах [1,2].

1. Плазмотрон с  МЭВ
Плазмотроны постоянного тока с секционированной межэлектродной вставкой (МЭВ) 

‘ [3,4) находят широкое применение в различных высокотемпературных технологических 
процессах, особенно в тех случаях, где требуются высокоэнтальпийные плазменные по­
токи при малых расходах рабочего газа (плазменная переработка токсичных и радиоактив­
ных отходов, нанесение алмазоподобных износостойких пленок, получение фуллеренов 
и т.д.). Они могут работать как при атмосферном, так и при пониженном давлении в раз- 
рядной камере. В настоящее время особенно актуальным являются вопросы примене­
ния плазмотронов для осаждения износостойких алмазоподобных пленок: " ' "  ;
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